COMMUNIQUE DE PRESSE

Mentor Graphics est le cinquième partenaire industriel du programme IMAGINE du CEA-Léti sur la lithographie sans masque

Mentor développera un traitement des bases de données pour la lithographie par multi-faisceaux d’électrons dans le cadre d’un  projet d’une durée de trois ans

GRENOBLE, France, le 1e mars 2011 – Le CEA-Léti annonce que Mentor Graphics est le cinquième partenaire industriel à rejoindre le programme IMAGINE conçu pour développer la lithographie sans masque destinée à la fabrication de circuits intégrés.

Lancé par le Léti et MAPPER Lithography, ce partenariat de trois ans portant sur la lithographie par multi-faisceaux d’électrons évalue une infrastructure de lithographie sans masque (ML2) et l’utilisation d’outils MAPPER à haut débit. Il développe une approche globale de la technologie incluant l’évaluation de l’outil, l’étape de lithographie et son intégration dans les procédés CMOS, la gestion et la correction des données, le prototypage et l’analyse des coûts.
Mentor développera un traitement des bases de données de lithographie par multi-faisceaux d’électrons dans le cadre de ce  programme. 
« Les systèmes à multi-faisceaux destinés à la lithographie sans masque sont candidats à la lithographie de dernière génération. Le programme IMAGINE offre un environnement unique qui favorise le développement de cette technologie et nous voulons être l’un des pionniers sur ces recherches », explique Joseph Sawicki, vice-président et directeur général de la division Design-to-Silicon de Mentor. « Notre large base technologique et notre expérience en tant que leader des corrections de proximité optique (OPC) et des corrections des procédés sur masque (MPC) apporteront les éléments techniques nécessaires qui assureront la disponibilité d’une solution de traitement des bases de données  pour la mise en production de la technologie. »
« La gestion des données et la correction des effets de proximité sont des éléments essentiels au succès de la technologie sans masque », déclare Serge Tedesco, directeur du programme CEA-Léti. « La présence de Mentor Graphics, le leader mondial du traitement des bases de données pour masque, accélérera les progrès du programme IMAGINE vers l’introduction d’une lithographie sans masque en production. »
Les autres partenaires sont notamment TSMC, STMicroelectronics, SOKUDO et TOK. MAPPER, qui fabrique des machines de lithographie sans masque pour l’industrie des semi-conducteurs, soutient le projet à l’aide de ses plateformes à faisceaux d’électrons massivement parallèles.
A propos de Mentor Graphics Corporation

Mentor Graphics Corporation (NASDAQ : MENT) est un leader mondial du matériel électronique et des solutions de conception de logiciels, qui propose des produits, des services de conseil et un soutien à la clientèle (ce dernier distingué par une récompense) pour les entreprises d’électronique et de semi-conducteurs les plus florissantes du monde.
Créée en 1981, la société a engrangé des recettes d’environ 800 millions de dollars ces douze derniers mois. Le siège social se situe 8005 S.W. Boeckman Road, Wilsonville, Oregon 97070-7777. Site Internet : http://www.mentor.com/.
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